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摘要(译)

公开了一种制造有机发光器件（OLED）的方法，其中在突出结构上沉积
惰性绝缘保形平滑层。图案化平滑层以暴露平滑层下面的结构的部分并
限定器件的有源区。优选通过热回流处理惰性平滑层，以使暴露部分上
的结构的阶梯边缘上的层逐渐变细。然后在平滑层和结构的暴露部分上
沉积附加层。平滑层使所有下面的层边缘变钝，并且在从一层到另一层
的任何步骤发生的任何地方提供倾斜边缘。该效果导致像素上的均匀场
和在光致抗蚀剂层之后沉积的层中的连续性。
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